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１．概要（Summary） 

電子応用分野などで様々な適用が期待されているナノ

グラフェンの堆積成長メカニズムを研究するために、名古

屋大学低温プラズマセンターのラジカル注入型プラズマ

CVD装置を利用して堆積を行った。 

堆積できたグラフェンの形態を主として SEMにより観察

し、堆積条件とグラフェン形態の関係性を調査している。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

ラジカル注入型プラズマ CVD装置 

 

【実験方法】 

堆積基板の種類、ガス種類（Ar, CH4, H2）、ガス流量

比率、温度を変えた場合のグラフェン形態変化及び堆積

速度変化の関係性を調べている。（継続中） 

 

Fig. 1 Schematic diagram of experiment device. 

 

 

 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

実験装置で堆積したグラフェンの形態をSEM観察する

ことにより、各条件変化に伴いどのように形態が変化する

のか調査中である。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

・共同研究者：国立大学法人東海国立大学機構 名古屋

大学低温プラズマ科学研究センター・近藤博基准教授 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 
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６．関連特許（Patent） 
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